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1．緒言 

我々はこれまで，F2レーザー（波長 157 nm）誘起光化学反応により，シリコーンゴム表面を炭素混入のないシ

リカガラス（SiO2）に改質する手法を見出してきた 1)．その際，レーザー照射部分は隆起状の構造になることも認

められた．これは，シリコーンの主鎖構造の開裂に伴う，低分子量化に起因するものであることを示してきた 1,2)．

またこの隆起現象は，シリカガラスへの改質プロセスとは異なり，ArF エキシマレーザー（波長 193 nm）でも誘起

されることを明らかにしている 3)．そこで本研究では，シリコーンゴム表面に局所的に ArF エキシマレーザーを照

射して，シリカガラスへの改質は誘起せず，周期的な微細隆起構造のみを形成することを試みたので報告する． 

2. 実験方法 

厚さ 2 mmのシリコーンゴム表面に，直径 2.5 µmのシリカガラス製微小球を単層で整列した．その試料に、ArF

エキシマレーザーを，フルエンス 10～20 mJ/cm2，パルス繰り返し周波数 1 Hz，照射時間 1～5 minで照射した．

その後，試料をエタノール中で超音波洗浄し，微小球を除去した． 

3．実験結果および検討 

フルエンス 10 mJ/cm2，照射時間 1 minでレーザー照

射した後の，試料表面の光学顕微鏡写真を Fig. 1 に示

す．このように，試料表面には約 2.5 mの間隔で，黒色

に見える部分が認められた．これは，レーザー照射によ

って，微小球下のシリコーンゴム表面に，隆起状の構造

変化が誘起されたためと考えられる．微細周期構造が形

成した試料表面に，水を滴下したところ，接触角が約

150度となるレーザー照射条件を見出すことができた．こ

のように，本手法によりシリコーンゴム表面に超撥水性を

発現させることができた． 

4．結言 

直径 2.5 µmのシリカ微小球をシリコーンゴム表面に整

列し，ArF エキシマレーザーを照射することで，試料表

面に隆起状の微細周期構造を形成することができた．その結果，シリコーンゴム表面に超撥水性の発現が認め

られた． 
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Fig. 1 Photograph of ArF-laser-irradiated silicone rubber 

surface after removing silica glass microspheres. 
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